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私たちの研究室では、マイクロスケールにお
ける熱工学を主な研究テーマにしています。現
在の研究スタッフは、中別府修助教授、鈴木祐
二助手と大学院生、学部学生です。
一口にマイクロスケールといっても非常に広

範な領域なので、私たちはこれを２つの領域に
分けて考えています。１つは連続体としての取
り扱いが可能なミクロン程度の領域で、マイク
ロチャンネル（ µ -CH）やマイクロマシン、
MEMSなどが対象となります。もう一つは分子
や量子レベルで現象を考える分子スケールの領
域です。最近よく聞くナノテクノロジーは後者
の領域に含まれるといえるでしょう。以下に
我々の研究室の研究例を２、３紹介します。
まず最初は微小領域の温度計測手法です。熱

工学の研究では、対象とする領域の温度分布を
正確に測定することが最も基本ですが、光の回
折限界以下のスケールでは光学的な計測ができ
なくなります。プローブを用いた計測では、測
定プローブの影響などもあり正確な温度測定は
困難です。我々の研究室では、原子間力顕微鏡
のプローブに温度センサーと微小ヒーターを取
り付け、試料温度とプローブ温度を同じにする
ことにより、25nm程度の空間分解能で正確な温
度測定ができるようになりました（図１）。サブ
ミクロンの空間分解能で正確な温度計測をする
技術は半導体産業やマイクロマシンの分野にお
いて役立つと考えています。
次に、µ-CH内の流れは、CPUの冷却やマイク

ロTASなどでも重要です。我々の研究室では、
µ-CH流を用いた超小型積層型熱交換器の製作や
µ-CH流のガス吸収促進技術について研究してい
ます。
最後に分子レベルの熱工学として、半導体の

極浅接合形成技術について研究しています。
CPUの線幅は0.1µm以下とますます細くなってき
ていますが、それと同時に30nm以下の非常に浅
い接合を形成することが重要になってきていま
す。30nmまでは不純物が均一に拡散し、かつそ

れ以上の深さでは急峻な濃度勾配が形成される
こと、また良好な結晶構造に回復していること
が要求されます。レーザー加熱によってこのよ
うな接合を形成可能かシミュレーションによっ
て調べています。
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図1 微小領域温度計測用プローブと細線加熱した
試料の温度分布

図2 極浅接合形成のイメージ
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